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(54) APPAREIL DE REVETEMENT. 

(57) L'invention propose un apparel I de. revetement pou- 
valit effectuer un depot a grande Vitesse et reduire I'epais- 
seur de la pellicule deposee, cette demiere etant d'un type 
ameliore. L'appareil de revetement est du type a extrusion 
et il comporte une matrice (2) possedant un reservoir (9) 
dans lequel un materiau de revetement (6) est place, ie 
materiau de revetement etant depose sur un element de 
support (1) en emplacement continu pendant que le mate- 
riau de revetement est lui meme extrude hors d'une fente 
(5) formee dans une extremite de la matrice, une partie ai- 
mant (3) dont les extremltes adjacentes sont disposees de 
maniere a former un entrefer est realis6e de fa9on que 
cette partie aimant et I'extremite de la matrice se regardant 
et contiennent entre elles ('element de support, des levres 
superieure (7) et inferieure (8) definissant la fente (5) a I'ex- 
tremite de la matrice et etant disposees de maniere a ne 
pas avoir de contact avec ('element de support 
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La presente invention concerne un appareil de revetement du type dit a 
extrusion et, plus particulierement, un appareil de revetement que Ton utilise de 
preference pour effectuer le depot d'un materiau de revetement magnetique lors de 
la fabrication d'un support d'enregistrement magnetique. 
5 Comme bande audio ou comme bande video, on utilise g6n6ralement 

un support d'enregistrement magnetique du type dit a revetement dans lequel une 
couche magnetique est formee de fagon que soit depose, sur un element de support 
non magnetique, un materiau de revetement magn&ique obtenu par dispersion et 
malaxation d'une poudre magnetique, d'un agent liant, d'un agent dispersant, d'un 

10 agent lubrifiant, etc., dans un solvant organique. 

Loisqu'on doit fabriquer le support d'enregistrement magnetique du 
type a revetement, on utilise, comme appareil servant a deposer un materiau de 
revetement magnetique sur un element de support, un appareil de revetement 
classique employant un cylindre, par exemple un cylindre de gravure ou un 

15 cylindre inverse. On utilise generalement un appareil employant un moyen de 
gravure directe, qui peut deposer sur une certaine largeur un materiau de 
revetement possedant une viscosite stnicturelle (thixotrdpie). 

Pour favoriser la resistance a l'abrasion, on applique au moyen de 
gravure un traitement de surface, par exemple un traitement au chrome dur. Selon 

20 la viscosity stnicturelle, les proprietes de transfert du materiau de revetement, du 
rouleau a la pellicule de base faisant fonction d'element de support, se degradent de 
sorte qu'il appariait facilement des variations du niveau de sortie qui sont 
provoquees par une epaisseur de revetement non uniforme ou une lacune resultant 
d'une projection de revetement. Lorsque la vitesse de revetement augmente, ces 

25 problemes tendent a devenir importants. 

En particulier, comme dans le cas ou on forme la couche magn6tique 
d'une disquette, lorsqu'on transfere sur un element de support d'une epaisseur de 
50 ^m ou plus un materiau de revetement magnetique possedant une viscosite 
stnicturelle elevee ou un materiau de revetement magnetique a base de m6tal, il se 

30 forme facilement une couche d'air entre le creux de I'alveole du rouleau de gravure 
et P616ment de support. De ce fait, un transfert defectueux se produit facilement. 

Comme appareil de revetement nouveau pouvant resoudre ces 
problemes, un appareil de revetement du type a extrusion (matrice) a attirf 
Tattention. Certains appareils de revetement du type a extrusion ont 6t6 utilises en 

35 pratique. 



2734500 



L'appareil de revetement du type a extrusion comporte une matrice qui 
possede une fente large formee dans la surface terminate et un bord de raclette 
forme au voisinage de la partie terminale. L'appareil de revetement du type a 
extrusion possede une disposition dans laquelle un materiau de revetement 
magnetique extrude de fagon continue jusqu'a la surface de I'element de support en 
deplacement est depose sur I'element de support par le bord de raclette de maniere 
a avoir une epaisseur uniforme. Un reservoir de liquide de revetement est forme du 
cote de la surface arriere de la fente. Le materiau de revetement delivre depuis les 
deux cotes de la matrice est envoye dans la fente via le reservoir de liquide de 
revetement. 

Un tel appareil de revetement du type a extrusion peut facilement 
former un revetement possedant une epaisseur uniforme et, de faqon avantageuse, 
il pr6sente un cout reduit et une petite taille puisqu'aucun rouleau de grand 
diametre n'est utilise dans cet appareil de revetement du type a extrusion. De plus, 
puisque tout le materiau de revetement envoye dans la matrice est depos6, le 
materiau de revetement n'a pas besoin d'etre mis en recirculation autour de la 
matrice. Pour cette raison, l'appareil de revetement du type a extrusion a ete utilise 
dans le domaine des pellicules photographiques et du papier photographique. 

Ces demieres annees, on a recherche, dans un but d'amelioration de la 
productivite, pour un support d'enregistrement magnetique du type a revetement, 
une technique de revetement qui est suffisamment appropriee a Taugmentation de 
la vitesse de depot et a la diminution de l'epaisseur de la pellicule de revetement 
magnetique. 

Dans un appareil de revetement du type a extrusion, pour former une 
mince pellicule de revetement magnetique n'ayant pas de non-uniformites 
d'epaisseur, comme par exemple decrit dans le brevet japonais public avant 
examen n # 62-95170, on a propose le procede suivant. Ainsi, on presse une fente 
form6e dans l'extremite d'une matrice contre un element de support sans soutenir la 
surface posterieure de I'element de support en deplacement, on positionne un 
aimant permanent qui presente un champ magnetique de 5 x 10~3 a 500 x 10~3 T 
(de 50 a 5 000 gauss) de fa?on que l'616ment de support s'interpose entre la fente et 
1'aimant permanent, et on extrude le materiau de revetement magnetique par 
l'intermediaire de la fente de faqon a le faire deposer. Comme decrit dans le brevet 
japonais publie avant examen n* 4-214229, il a et6 propose un proc6d6 dans lequel 
on utilise un electro-aimant a la place de 1'aimant permanent, on regie la direction 
du flux magnetique sur la base de Tangle forme par le surface de Telement de 
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support et la direction du flux magnetique. On note que, dans chacun de ces 
appareils de revetement, Textremite de la matrice est constituee d'un materiau nori 
magnetique. 

Toutefois, memes si les procedes ci-dessus evoques s'appliquent, le 
5 mouvement du materiau de revetement magnetique ne peut pas etre compl&ement 
assure lors d'un depot a grande vitesse et on ne peut pas effectuer un revetement 
stable, de sorte qu'on obtient une epaisseur non uniforme. 

Comme decrit ci-dessus, dans Tappareil de revetement de la technique 
anterieure, on ne peut pas actuellement obtenir un effet suffisant en liaison avec le 

10 d6p6t a grande vitesse et la diminution de Tepaisseur de la pellicule de revetement. 

Uinvention apparait en liaison avec la situation classique ci-dessus 
presentee, et elle a pour but de foumir un appareil de revetement qui peut atteindre 
une vitesse elev6e de revetement et une epaisseur reduite pour la pellicule d6posee, 
et qui permet de realiser une pellicule de revetement preferable a d'autres pellicules 

15 de la technique anterieure. 

Un appareil de revetement selon l'invention, qui permet d'atteindre le 
but ci-dessus indique, est forme par un appareil de revetement du type a extrusion 
qui comprend une matrice possedant un reservoir de mat6riau de revetement, 
auquel est fourni le materiau de revetement, le materiau de revetement etant 

20 depose sur un element de support en deplacement continu pendant que le materiau 
de traitement est extrude par une fente formee dans une extremite de la matrice, ou 
une partie aimant qui possede des parties terminales adjacentes de maniere a 
former un entrefer magnetique est disposee de fagon que la partie magnetique et la 
partie terminale de la matrice soient en regard Tune de l'autre de fa$on que 

25 l'eldment de support s ! interpose entre elles, et les levres superieure et inferieure 
definissant la fente au niveau de l'extremit6 de la matrice sont disposes de fa$on a 
ne pas etre contact avec Telement de support. 

Dans un appareil general de revetement de type a extrusion, on utilise 
une matrice qui possede une fente large formee dans la surface terminale et un bord 

30 de raclette forme au voisinage de la surface terminale, et un materiau de 
revetement qui est extrude de fagon continue sur la surface d'un element de support 
en dfiplacement est depose sur Telement de support par le bord de raclette de 
mani&re a presenter une epaisseur uniforme. Toutefois, dans cet appareil de 
revetement, la levre inferieure ne fait pas fonction du bord de raclette, et Telement 

35 de support est amenfi a se deplacer sans contact avec la levre inferieure. Lorsque la 
levre n'est pas en contact avec Telement de support, la levre n'endommage pas ou 
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ne racle pas la surface de l'element de support, et il est difficile de produire des 
rayures sur la pellicule de revetement formee a cause de poussieres, de matieres 
etrangeres, d'ebarbures de l'element de support, etc. 

Comme decrit ci-dessus, dans l'appareil de revetement, puisque la 
5 partie aimant est disposee de faqon que l'element de support s'interpose entre la 
matrice et la partie aimant, lorsque le materiau de revetement contient un materiau 
magnetique, le mouvement du materiau magnetique extrude depuis la fente est 
assure par un flux magnetique provenant de la partie aimant. Dans ce cas, les levres 
superieure et inferieure peuvent etre constitutes d'un materiau non magnetique. 

10 Toutefois, lorsque les levres sont constitutes du materiau magnetique, on peut 
ajuster de maniere preferable la direction du flux magnetique. 

On suppose que la partie aimant possede des parties terminates 
adjacentes de maniere a former un entrefer magnetique. Dans ce cas, il est possible 
de concentrer le flux magnetique emanant de l'entrefer magnetique sur les deux 

15 levres. On suppose que la partie aimant possede des parties terminates adjacentes 
de fagon a former un entrefer magnetique. Dans ce cas, la partie aimant peut etre 
entierement constitute par un aimant permanent, et un aimant permanent peut etre 
interpose entre des culasses composees d'une matiere presentant une permeabilite 
magnetique elevee. Comme aimant permanent, on peut utiliser un aimant 

20 traditionnel connu, represents par un aimant du type Alnico, un aimant a base de 
terTes rares, un aimant de ferrite, etc. A la place de l'aimant permanent, on peut 
utiliser un electroaimant. 

Dans ce cas, l'intervalle entre l'extremite de la partie aimant et 
1'extremite de la matrice est de preference fixe entre 0,2 et 3 mm. Si Tintervalle est 

25 excessivement petit, le flux magnetique ne se trouve pas en regard des deux levres. 
Au contraire, si Tintervalle est excessivement grand, il n'est pas possible de 
concentrer le flux magnetique. 

On fixe de preftrence la position de la partie aimant par rapport a la 
matrice de fagon que la surface d'extremite superieure de l'entrefer magnetique soit 

30 disposee dans la limite de ±1 mm par rapport a la hauteur de la surface d'extremite 
suptrieure de la fente formee dans la matrice. Lorsque la position de la partie 
aimant se trouve en dehors de ces limites, Peffet selon lequel le mouvement du 
mattriau de revetement est assure par le flux magnetique se degrade. 

On peut de preference choisir le champ magnetique au voisinage de 

35 rextr6mite de la matrice, c'est-a-dire le champ magnetique au voisinage des deux 
levres, sur la base de la vitesse de revetement et des caracteristiques de revetement 
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(viscosite, tension de surface, etc.). Si le champ magnetique est excessivement 
faible, il n'est pas possible d'assurer le mouvement du materiau magn&ique ; et, si 
le champ magnetique est excessivement intense, il apparait une rugosite de surface 
sur la pellicule de revetement obtenue. Pour cette raison, on fixe de preference le 
5 champ magnetique au voisinage des deux levres a une valeur comprise entre 
50 x 10~ 3 T et 600 x 10~ 3 T (500 et 6 000 G), notamment entre 300 x 10~ 3 T et 
600 x 10-3 T (3 000 et 6 000 G). 

L'appareil de revetement selon Tinvention peut etre un appareil de 
revetement du type a extrusion qui comprend une matrice possedant un reservoir 

10 de materiau de revetement auquel est fourni le matdriau de revetement, le materiau 
de revetement etant depos6 sur un element de support en deplacement continu 
tandis que le materiau de revetement est extrude par une fente qui est formee sur 
une extremite de la matrice, oil une partie aimant poss£dant des parties terminates 
adjacentes afin de former un entrefer magnetique est disposee de maniere que la 

15 partie magnetique et la partie terminale de la matrice soient en regard Tune de 
l'autre tandis que l'element de support s'interpose entre elles, et les lfcvres 
superieure et inferieure qui definissent la fente a Textr6mit6 de la matrice sont 
constituees d'un materiau magnetique et sont disposees de fa$on que la levre 
inferieure soit en contact avec l'element de support. 

20 Plus specialement, dans l'appareil de revetement dans lequel la levre 

inf6rieure fait fonction de bord de raclette et le revetement est effectu6 de fa^on 
que l'element de support se deplace tandis qu'il est en contact avec la levre 
inferieure via le materiau de revetement, la partie aimant est disposee tandis que la 
matrice et la partie aimant sont en regard Tune de l'autre tandis que l'element de 

25 support s'interpose entre elles, et les levres superieure et inferieure sont constituees 
d'un materiau magnetique. Dans ce cas, comme dans l'appareil de revetement dans 
lequel les levres sont disposees sans contact avec l'element de support, le 
mouvement du materiau de revetement extrude hors de la fente peut etre de 
preference assure par le flux magnetique emanant de la partie aimant. On peut fixer 

30 la relation geom£trique entre la matrice et la partie aimant, I'intensite du champ 
magnetique au voisinage des levres, etc., dans cet appareil de revetement, de fagon 
qu'elles soient egales a celles de l'appareil de revetement dans lequel les levres sont 
placees sans contact avec l'element de support. 

Dans les appareils de revetement ci-dessus presentes, que ce soit dans 

35 le cas ou les levres sont disposees sans contact avec l'element de support ou dans 
celui ou les levres sont disposees en contact avec Mdment de support, lorsque les 



2734500 



6 



positions relatives de la matrice et de la partie aimant par rapport a 1'element de 
support en deplacement sont assurees, la direction de deplacement de 1'element de 
support et la direction de disposition de la matrice et de la partie magn6tique 
peuvent etre fixfes de maniere arbitraire. Dans cette description, les termes 
5 "superieur et inferieur" ne representent pas necessairement les cot6s superieur, et 
inferieur selon la direction verticale, mais representent les cotes amont et aval de la 
direction de deplacement de l*61ement de support. Pour cette raison, la "levre 
superieure" et la "levre inferieure" ne sont pas telles que la levre interieure est sur 
le cote superieur de la levre inferieure par rapport a la direction verticale. 

10 L'appareil de revetement ci-dessus decrit esf de preference applique au 

revetement d'un materiau de revetement magnetique sur un support 
d ! enregistrement magnetique du type a revetement. Toutefois, dans ce cas, on peut 
utiliser des materiaux connus classiques au titre de la poudre magnetique, de la 
resine jouant le r61e d'agent liant, etc., pour former 1'element de support et le 

15 materiau de revetement magnetique, et ces matdriaux ne se limitent pas a des 
materiaux particuliers. 

Par exemple, comme element de support, un substrat polymere 
constitue de matieres plastiques representees par des polyesters tels que 
poly&hyleneterephtalate, des polyolefines tels que polyethylene et polypropylene, 

20 des derives de cellulose tels que triacetate de cellulose, diacetate de cellulose, et 
butylate de cellulose, des resines vinyliques telles que polychlorure de vinyle et 
polychlorure de vinylidene, des polycarbonates, des polyimides, et des polyamide- 
imides, un substrat metallique constitue d'un alliage d'aluminium ou d'un alliage de 
titane, un substrat de ceramique constitue de verre a base d'alumine, ou autre, ou 

25 un substrat de verre sont applicables. La forme de l'element de support n'est pas 
limitee a une forme particuliere. Un element de support en forme de bande, en 
forme de feuille, en forme de tambour, est applicable. Lorsqu'on utilise un substrat 
rigide, par exemple un substrat en alliage d'aluminium ou un substrat en verre, une 
pellicule de revetement d'oxyde, une pellicule de revetement de Ni-P, ou autres, 

30 peut etre form6e sur la surface du substrat par un proced6 du type alumite pour 
durcir la surface. Toutefois, eu egard au deplacement continu de I'dlement de 
support, on utilise de preference un element de support souple du type bande ou du 
type feuille. 

Comme poudre magnetique constituant le materiau de revetement 
35 magnetique, des materiaux metalliques ferromagnetique tels que Fe, Co et Ni, 
divers materiaux d'alliages ferromagnetiques contenant, comme constituant 
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principal, Fe-Co, Fe-Ni, Fe-Co-Ni, Co-Ni, Fe-Mn-Zn, Fe-Ni-Zn, 
Fe-Co-Ni-Cr, Fe-Co-Ni-P, Fe-Co-B, Fe-Co-Cr-B, Fe-Co-V, ou dcs 
particules metalliques ferromagnetiques constitutes d'un alliage tel que Mn-Bi ou 
Mn-Al sont de preference utilises. Pour ameliorer diverses caracteristiques, il est 
5 possible d'ajouter a la poudre magnetique des elements tels que Al, Si, Ti, Cr, Mn, 
Cu, Zn, Mg, P, etc. En outre, la poudre magnetique peut etre une poudre 
magnetique du type oxyde connue classique constitute par y-Fe203, Y- Fe 2^3 
contenant Co, Fe304, Y~F e 304 contenant Co, y-F^O^ a adhesion de Co, QO2, 
etc. 

10 Comme agent liant, un homopolymere tel que chlorure de vinyle, 

acdtate de vinyle, alcool vinylique, chlorure de vinylidene, ester d'acide acrylique, 
ester d'acide methacrylique, styrene, butadiene, ou acrylonitrile, un copolymere 
obtenu par combinaison de deux de ces poly meres ou de plus de deux de ces 
polymeres, une resine de polyurethane, une resine de polyester, une resine 

15 tpoxydique, ou autre peut etre utilist a titre d'exemple. En paiticulier, un 
copolymere vinylique, un copolymere polyester-polyurethane, un copolymere 
polycarbonate-polyurethane, ou une nitrocellulose est de preference utilise. 

Au titre du solvant permettant de disperser l'agent liant et la poudre 
magnetique, le solvant a base de cetone tel qu'acetone, methylethylcetone, 

20 mdthylisobutylcetone, cyclbhexanone, un solvant a base d ! ester tel qu'acetate de 
m6thyle, acetate d'ethyle, acetate de butyle, lactate d'ethyle, ou glycolac&ate 
monoethylfither, un solvant a base d'ether-glycol, tel que dimethylether-glycol, 
mono6thylether-glycol, ou dioxane, un hydrocarbure aromatique tel que benzene, 
toluene ou xylene, un hydrocarbure aliphatique tel qu'hexane ou heptane, ou un 

25 hydrocarbure chlor6 tel que chlomre de methylene, chlorure d'ethylene, 
tetrachlorure de carbone, chloroforme, hydrochlorure d'ethylene ou 
dichlorobenzene est applicable. 

Un agent dispersant, un agent lubrifiant, un agent abrasif, un agent 
antistatique, un agent anticorrosion, etc., peuvent etre ajout£s au mat6riau de 

30 revetement magnetique. 

En plus de la couche magnetique, si cela est necessaire, on peut former 
une couche de revetement doisale, une couche de revetement de dessus, ou autre. 
Dans ce cas, les conditions de formation de la couche de revetement dorsale, de la 
couche de revetement de dessus, etc. peuvent etre les conditions appliqu6es a un 

35 precede general de fabrication d'un support d'enregistrement magn6tique de ce 
type, et ne sont pas limitees a des conditions paiticulieres. 
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L'appareil de revetement selon I'invention peut etre utilis6 non 
seulement lore du depot d'un materiau de revetement magnetique, mais aussi 
lorsqu'on forme une couche de revetement dorsale, ou une couche de revetement 
de dessus dans des etapes de fabrication d'un tel support d'enregistrement 
5 magnetique du type revetement. 

L'appareil de revetement selon I'invention peut egalement etre applique 
au domaine de la fabrication des pellicules photographiques, des papiers 
photographiques, etc. 

La description suivante, congue a titre d'illustration de Tinvention, vise 
10 a donner une meilleure comprehension de ses caracteristiques et avantages ; elle 
s'appuie sur les dessins annexes, parmi lesquels : 

la figure 1 est une vue en coupe montrant schematiquement la 
disposition d'un appareil de revetement selon I'invention ; 

la figure 2 est une vue en perspective montrant une partie principale de 
15 la disposition de l'appareil de revetement selon I'invention ; 

la figure 3 est une vue en coupe montrant schematiquement l'appareil 
de revetement de la figure 1, dispose de fa^on que la direction de ddplacement d'un 
element de support et les directions de disposition d'une matrice et d'une partie 
aimant soient inclinees a 45 # ; 
20 la figure 4 est une vue en coupe montrant schematiquement l'appareil 

de revetement de la figure 1, dispose de fa$on que la direction de deplacement d'un 
element de support et les directions de disposition d'une matrice et d'une partie 
aimant soient inclindes a 90* ; 

la figure 5 est une vue en coupe montrant schematiquement une autre 
25 disposition de l'appareil de revetement selon I'invention ; et 

la figure 6 est une vue en perspective montrant une partie principale de 
la disposition de Tappareil de revetement de la figure 5. 

On va decrire ci-apres, en liaison avec les dessins annexes, des modes 
de realisation auxquels I'invention est appliqu6e. 

30 

Premier mode de realisation 

Dans un appareil de revetement selon un mode de realisation de 
I'invention, comme represente sur les figures 1 et 2, une levre 4 d€finissant une 
fente 5 a l'extremite d'une matrice 2 est disposee de faqon a ne pas etre en contact 
35 avec un Element de support 1 . 
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Plus specialement, dans cet appareil de revetement, la matrice 
(extrudeuse) 2 constituee par un bloc de metal formant presque un parallelepipede 
rectangle, qui est place au milieu du trajet sur lequel 1' element de support non 
magnetique 1, dote d'une certaine souplesse, se deplace sequentiellement depuis un 
5 cote d'alimentation jusqu'a un cote d'enroulement, dans la direction A de la 
figure 1, et une partie aimant 3 presentant une largeur predetermine est disposee 
de fa$on que la matrice 2 et la partie aimant 3 soient en regard Tune de l'autre 
tandis que l'element de support 1 s'interpose entre elles. 

La matrice 2 est disposee sur le cote de l'element de support 1 se 

10 deplagant suivant la direction A de la figure 1 et de la levre 4 formee au niveau de 
la partie terminale de la matrice 2 est disposee de fa$on qu'il y ait un intervalle 
particulier entre la levre 4 et la surface de l'element de support 1. 

Cette levre 4 est constituee par un materiau non magnetique ou par un 
mat£riau magnetique, et la fente 5 est formde dans la surface terminale de la Ifcvre 4 

15 de maniere a avoir une largeur correspondant a une largeur de revetement. La 
fente 5 fait fonction d'un intervalle duquel un materiau de revetement 6 constitue 
d'un materiau magnetique, est extrude, et elle est un intervalle qui possede une tres 
petite largeur, d'environ 0,01 a 2,0 mm. 

Dans cet appareil de revetement, la partie terminale d'une levre 

20 inferieure 8 est en arriere de la partie terminale d'une levre superieure 7. Puisque 
les deux levres 7 et 8 sont disposees de fa?on a ne pas etre en contact avec 
l'element de support 1, la partie situee au voisinage de l'extremite de la levre 
superieure 7 ne fait pas fonction de lame anterieure, ou la partie. se trouvant au 
voisinage de l'extremite de la levre inferieure 8 ne fait pas fonction de lame de 

25 lissage. 

Une poche (reservoir de liquide de revetement) 9 raccordee a la fente 5 
est formee du c6te de la surface posterieure de la fente 5. Cette poche 9 se pr6sente 
sous la forme d'un espace du type orifice dont la longueur est presqu'egale a la 
largeur de la fente 5. 

30 Des orifices (non representes) d'alimentation en liquide de revetement 

sont formes aux deux parties d'extremite de la poche 9 de fa$on que les ouvertures 
soient formees dans les deux surfaces de la matrice 2, et un tuyau d'alimentation en 
liquide de revetement, servant a foumir le materiau de revetement 6, est raccorde 
aux orifices d'alimentation en liquide de revetement. Une pompe 10 est raccordee a 

35 la partie mediane du tuyau d'alimentation en liquide de revetement et le materiau 
de revetement 6 est envoye dans la poche 9, en provenance du tuyau d'alimentation 
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en liquide de revetement, par une pression predetermine emise par la pompe 10. 
Ainsi, la poche 9 fait fonction d'espace destinee a recevoir le materiau de 
revetement 6 envoye par la pression et il joue le role d'un accumulateur. Le 
materiau de revetement envoye dans la poche 9 par la pression est delivr€ a la fente 
5, puis est extrude par la partie terminale de la fente 5 sur la surface d'un element 
de support 1 en dSplacement. 

L'element de support 1 sur lequel le materiau de revetement 6 est 
depose par la matrice 2 ddcrit ci-dessus est soutenu par des rouleaux de guidage 
(non repr^sentes), et ces rouleaux de guidage appliquent une tension appropriee a 
Telement de support 1, ce qui permet d'effectuer un deplacement regulier. Les 
rouleaux de guidage sont montes de maniere a pouvoir tourner, peuvent ajuster 
Tintervalle entre l'element de support 1 et Textremite de la levre 4, et peuvent 
ajuster Tangle de l'element de support 1 par rapport a la matrice 2. 

Dans la partie aimant 3 disposee de maniere que la partie aimant 3 et la 
matrice 2 comprennent entre elles l'element de support 1 de sorte qu'il existe un 
intervalle qui presente une largeur predeterminee entre la partie aimant et la 
matrice 2. Les parties superieure et inferieure d'un aimant permanent 11 
correspondent respectivement aux poles nord (N) et sud (S), et Taimant 
permanent 11 est dispose* entre les parties superieure et inferieure de la carcasse 12. 
La partie superieure (carcasse superieure 13) et la partie inferieure (carcasse 
inferieure 14) de la carcasse 12 presentent chacune une extremite qui fait saillie par 
rapport a l'aimant permanent 11, et l'epaisseur de chaque carcasse diminue en 
direction de son extremite. De plus, la carcasse inferieure 14 presente une 
extremite qui s'incline de fagon a venir au voisinage de I'extremite de la carcasse 
superieure 13. 

Pour cette raison, dans la partie aimant 3, un entrefer magnetique 15 est 
forme* entre I'extremite de la carcasse superieure 13 et I'extremite de la carcasse 
inf6rieure 14. Par consequent, un flux magnetique peut etre produit en direction du 
materiau de revetement 6 constitue par un materiau magnetique, et un flux 
magnetique peut etre produit en direction de la levre 4, lorsque cette levre 4 est 
constituee par un materiau magnetique. 

Bien que ceci ne soit pas represente, la partie aimant 3 decrite ci- 
dessus est fixee a une table de support qui peut deplacer la partie aimant 3 dans une 
direction arbitraire, de sorte que Tintervalle £ entre la pointe de la carcasse 12 et la 
pointe de la levre 4 et la position en hauteur h de Tentrefer magn6tique 15 par 
rapport a la fente 5 peuvent etre ajustes. Dans ce cas, la hauteur de la surface 
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inf6rieure de la carcasse supdrieure 13 de la partie aimant 3 (correspondant a la 
surface terminate superieure de l'entrefer magnetique 15) et la hauteur de la surface 
infcrieure de la levre superieure 7 de la matrice 2 (correspondant a la surface 
terminale superieure de la fente 5) sont fixees a 0 tandis que la direction dans 
5 laquelle augmente la hauteur de la partie aimant 3 par rapport a la matrice 2 est 
representee par "+ M , et la direction dans laquelle diminue la hauteur de la partie 
aimant 3 par rapport a la matrice 2 est representee par De cette maniere, la 
position de hauteur h de l'entrefer magnetique 15 est fixee. 

Avec le montage ci-dessus decrit, dans cet appareil de revetement, 

10 lorsque le materiau de revetement 6 extrud6 de la fente 5 formee dans la surface 
terminale de la levre 4 de la matrice 2 doit venir coller a la surface de I'element de 
support 1 se depla^ant dans la direction A de la figure 1, le mouvement du 
materiau magnetique 6 est assure par le flux magnetique provenant de l'entrefer 
magnetique 15 de la partie aimant 3, ce qui realise l'ajustement de maniere 

15 preferee. 

Dans l'appareil de revetement, lorsque l'extremite de la levre 4 n'est pas 
en contact avec I'element de support 1, on peut empecher que la surface de 
I'element de support 1 ne soit endommagee ou eraflee et il est difficile que des 
rayures se forment sur la pellicule de revetement formee du fait de poussieres, de 

20 matieres etrangeres, d'ebarbures de 1'element de support, etc. 

Alors que les figures 1 et 2 montrent une disposition dans laquelle la 
matrice et la partie aimant sont disposees de fa$on a faire deposer un materiau de 
revetement sur 1'element de support 1 qui se deplace depuis le cote du haut vers le 
cot6 du bas, dans la direction verticale, l'appareil de revetement selon ce mode de 

25 realisation n'est pas limite a cette disposition. Plus specialement, on supposera que 
la ligne sur laquelle la surface (qu'on designera comme etant la surface centrale de 
la fente) s'etendant depuis le centre de la fente 5 et la surface principale de 
1'element de support 1 se coupent Tune l'autre est le centre, et on supposera que 
Tangle pour lequel la surface centrale de la fente et la surface principale de 

30 l ! el6ment de support 1 sont perpendiculaires est 0*. Dans ce cas, la direction de 
depiacement de l'el6ment de support 1 par rapport a la position de montage de la 
matrice 2 et de la partie aimant 3 peut tourner dans l'intervalle de ±15*. 

Lorsque les positions relatives entre 1'element de support 1 en 
depiacement et la matrice 2 ou la partie aimant 3 se trouvent dans l'intervalle ci- 

35 dessus, il est possible de fixer arbitrairement la direction de depiacement de 
Telement de support 1 et les directions dans lesquelles sont disposees la matrice 2 
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et la partie aimant 3. Plus particulierement, comme represente sur la figure 3, la 
surface centrale de la fente de la matrice 2 peut s'incliner a 45* par rapport au plan 
horizontal et, comme represente sur la figure 4, la surface centrale de la fente peut 
tourner a 90* par rapport au plan horizontal, et peut tourner jusqu'a un angle 
5 arbitraire. 

Deuxieme m ode de realisation 

Dans Tappareil de revetement selon ce mode de realisation, qui est 
represente sur les figures 5 et 6, la disposition de la matrice 22 est differente de 

10 celle prevalant dans le premier mode de realisation. Dans ce deuxieme mode de 
realisation, une levre 24, qui definit une fente 5 au niveau de l'extrdmite de la 
levre 24, est disposee en contact avec un element de support 1. 

Dans cet appareil de revetement, une levre superieure 27 et une levre 
inferieure 28 d^finissant la fente 5 sont constitutes par un materiau magndtique. La 

15 partie proche de la surface terminale de la levre superieure 27 s ! incline assez 
obliquement de maniere a former un element dit en coin, et elle joue le role d'une 
lame avant servant a reguler la quantite de materiau de revetement 6 qui est 
extrudee sur l f £lement de support 1 par la fente 5. Par ailleurs, la levre inferieure 28 
est formee de fagon que sa surface terminale fasse saillie en contact avec Telement 

20 de support 1 et elle joue le role d'une lame de lissage qui lisse la surface du 
materiau de revetement 6 delivree sur un element de support 1. 

Un rouleau de guidage applique une tension appropriee a Telement de 
support 1 sur lequel le materiau de revetement 6 est depose par la matrice 22 
presentant la disposition ci-dessus indiquee, et le rouleau de guidage est realise de 

25 fa^on a pouvoir se deplacer. Pour cette raison, on ajuste la quantite d'element de 
support 1 maintenu sur le cote de la levre 24 (la quantite d'element de support 1 
maintenue dans la levre 24). 

Pour le reste, Tappareil de revetement est le meme que celui decrit dans 
le premier mode de realisation. Par consequent, des memes numeros de reference 

30 que ceux employes sur les figures 1 et 2 designent les parties correspondantes des 
figures 5 et 6, et on omettra d'cn donner la description. 

Dans l'appareil de revetement ayant la disposition precedente, la 
levre 24 de la matrice 22 est mise en contact avec la surface de l'element de 
support 1 se depla$ant suivant la direction A des figures 5 et 6. Le materiau de 

35 revetement 6 est extrude par la surface de contact de la fente 5 formee au voisinage 
de la partie terminale de la levre 24, et une pellicule de revetement se forme tandis 
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que le emplacement du materiau de revetement 6 extrudf hors de la fente 5 est 
assure par Ie flux magndtique se prolongeant depuis 1'entrefer magnetique 15 de la 
partie aimant 5 jusque sur les deux levres 27 et 28. 

Exemples 

Pour examiner les caracteristiques de depflt obtenues avec I'appareil de 
revetement decrit dans les premier et deuxieme modes de realisation ci-dessus 
presentes, on a effectivement realise le depdt d'un mat6riau de revetement 
magnetique sur un element de support 1 non magnetique. 

Exempte 1 

Dans ce cas, pour examiner les performances de I'appareil de 
revetement decrit dans le premier mode de realisation, on a realise divers reglages 
de I'appareil de revetement en vue du depot d'un materiau de revetement 
magnetique. 

Plus specialement, a l'aide de I'appareil de revetement repr6sente sur 
les figures 1 et 2, on a fait deposer un materiau de revetement magnetique sur 
['element de support 1 en deplacement, dans les conditions suivantes. 

Reglages de I'appareil de revetement 

Matrice 

largeur totale : 130 mm 

largeur de revetement : 110 mm 

levre 4 : metal r6fractaire (materiau magnetique) 

epaisseur de la levre sup^rieure 7 : 5 mm, 
epaisseur de la levre inferieure 8 : 3 mm, 
la levre inferieure 8 se trouvant en arriere de 
la levre superieure 7 de 1 mm 

intervalle de la fente 5 : 0,3 mm 

distance entre Telement de support 1 et l'extremite de la levre 4 : de 0 a 
3,5 mm 



Partie aimant 

largeur totale : 150 mm 

aimant permanent : aimant en alliage de neodyme produisant un 
champ magnetique de 0,4 T (4 000G) au 
voisinage de la levre 4 
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carcasse 12 : S10C (materiau de perm6abilite elevee) 
taille de 1'entrefer 15 : 1 mm 

hauteur de Tentrefer 15 par rapport a la fente 5 : 0 mm 

distance entre Telement de support 1 et Textremite de la carcasse 12 : 

0,5mm 

Materiau de revetement 

type : celui permettant de former la pellicule magnetique d'une bande 
video VHS 

epaisseur de depot : de 2 a 3 /zm (a 1'etat sec) 

Element de support 

largeur : 127 mm 
6paisseur : 14,5 fim 

matiere constituante : polyterephtalate d'ethylene 

tension lors du revetement : 3 kgf sur toute la largeur de T616ment de 

support 

vitesse de deplacement : de 400 a 1 000 m/min. 

La vitesse de deplacement de Telement de support 1 varie a Tinterieur 
de Tintervalle de 400 a 1 000 m/min, la distance entre Telement de support 1 et 
Textremite de la levre 4 etant ajustee de fa$on qu'un revetement preferable puisse 
etre effects dans ces conditions. 

Lorsque le revetement s'effectue comme indique ci-dessus, meme si la 
vitesse de deplacement de Telement de support 1 augmente jusqu'a 1 000 m/min, le 
depot peut s'effectuer sans aucun probleme. Lorsque l'appareil de revetement d£crit 
dans le premier mode de realisation est utilise comme dans cet exemple, la levre 4 
n'est pas en contact avec Telement de support 1; il est possible d f empecher que la 
surface de Telement de support 1 soit endommagee ou rayee, et il est difficile de 
former des rayures sur la pellicule de revetement form6e, sous Taction de 
poussieres, de matures 6trangeres, d'ebavures de T61ement de support 1, etc. 

Pour comparer avec la pellicule de revetement ci-dessus indiqu6e, on a 
fait d6poser un materiau de revetement magn£tique dans des conditions identiques 
a celles indiquees ci-dessus, a Texception du fait qu'on a omis la partie aimant 3. 
Dans ce cas, le mat6riau de revetement magnetique s ! est colle a Telement de 
support 1 un peu au hasard, et on n'a pas pu former une pellicule de revetement 
d'un type preferable. 
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En utilisant un materiau de revetement magnetique (en utilisant une 
poudre magn&ique a base de fer) pour former la couche magnetique d'une bande 
audio, a la place du materiau de revetement magnetique depose sur cet exemple, on 
a realise un depot dans les memes conditions que celles de cet exemple. Dans ce 
5 cas, comme dans cet exemple, meme en augmentant la vitesse de deplacement de 
l'element de support 1 jusqu'a 1 000 m/min, on a pu effectuer le dep6t sans aucun 
probleme. 

Meme si on modifie l'epaisseur de l'element de support dans les limites 
de 12 a 14,5 /on, meme si on modifie l'epaisseur de la pellicule de revetement 

10 magnetique a l'etat sec dans l'intervalle de 2 a 4^m, meme si les levres 7 et 8 
definissant la fente 5 a l'extremite de la matrice 2 sont constitutes par un materiau 
non magnetique, ou si Ton modifie l'intervalle de la fente 5 pour lui dormer la 
valeur de 0,26 /zm, comme dans cet exemple, on peut realiser un revetement 
preferable jusqu'a une vitesse elevee de deplacement de l'element de support 1, par 

15 exemple 1 000 m/min. 

Par consequent, on peut comprendre ce qui suit. Ainsi, lorsqu'on fait 
deposer un materiau de revetement magnetique a l'aide de l'appareil de revetement 
dans lequel la partie aimant 3 comportant I'entrefer 15 est disposee de fa?on que la 
levre 4 et la partie aimant 3 comportent, interpose entre elles, l'element de 

20 support 1, on peut former, avec une vitesse elevee, un film de revetement d'un type 
pr6f6rable, qui est exempt de debordement ou de rayures. 

E^^IPpk 2 

Dans ce cas, on a utilise une largeur d'element de support 1, une 
25 largeur de depot du materiau de revetement magnetique, un type de mat6riau de 
revetement magnfitique, etc., qui etaient differents de ceux utilises dans 
Texemple 1, et on a depose le materiau de revetement magnetique. 

Plus specialement, en utilisant l'appareil de revetement presente sur les 
figures 1 et 2, on a fait d6poser le materiau de revetement magnetique sur l'el6ment 
30 de support 1 en deplacement, dans les conditions suivantes, 
Rg glages de l'appareil de revetement 

Matrice 

largeur totale : 700 mm 

largeur de revetement : 600 mm 
35 intervalle de la fente 5 : 0,26 mm 
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Partie aimant 

meme disposition que pour la figure 1 

Materiau de revetement 
5 type : celui permettant de former la couche magnetique d'une bande 

vid&> 8 mm (a l'aide d'une poudre magnetique m&allique) 
epaisseur de depot : 1,5 a 2 fjm (a l'etat sec) 

Element de support 
10 largeur : 620 mm 

epaisseur : 8 a 12 fan 

materiau : polyterephtalate d'ethylene. 

Lorsqu'on a ajuste la vitesse de deplacement de 1'element de support de 
fa$on qu'on puisse effectuer un revetement preferable dans les conditions ci- 
15 dessus indiquees, on a pu effectuer un revetement a une vitesse de 350 m/min sans 
aucun probleme. 

Par consequent, on peut comprendre ce qui suit. Ainsi, meme si Ton 
change la largeur de revetement du materiau de revetement magnetique, le type des 
materiaux de revetement magnetiques, etc., on peut former a grande vitesse une 
20 pellicule de revetement d'un type prefere qui presente une tres petite epaisseur. 

E^ejnpl? 3 

Dans ce cas, on a utilise une largeur d'element de support 1, une 
largeur de 4ep6t du materiau de revetement magnetique, un type de materiau de 
25 revetement magnetique, etc., qui etaient differents de ceux utilises dans 
l'exemple 1, et on a depose le materiau de revetement magnetique. 

Plus specialement, en utilisant l'appareil de revetement presente sur les 
figures 1 et 2, on a fait deposer le materiau de revetement magndtique sur Telement 
de support 1 en deplacement, dans les conditions suivantes. 
30 Reglages de l'appareil de revetement 

Matrice 

largeur totale : 1 320 mm 

largeur de revetement : 1 220 mm 
levre 4 : metal refractaire (materiau non magnetique) 
35 intervalle de la fente 5 : 0,26 mm 
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Partieaimant 

meme disposition que dans I'exemple 1 

Mat6riau de revetement 
5 type : celui permettant de former la couche magnetique d'une bande 

video VHS 

epaisseur de revetement : de 2 a 2,7 fxm (a I'etat sec) 

Element de support 
10 largeur : 1 240 mm 

epaisseur : 12 a 14,5 fim 

materiau : polyterephtalate d'ethylene. 

Lorsqu'on a ajuste la vitesse de deplacement de I'element de support 1 
de fa$on qu'on puisse obtenir un revetement preferable dans les conditions ci- 
15 dessus indiquees, on a pu effectuer le revetement a 600m/min sans aucun 
probleme. 

Par consequent, on peut comprendre ce qui suit. Ainsi, meme si Ton 
change la largeur de revetement du materiau de revetement magnetique, le type du 
materiau de revetement magnetique, etc., on peut former une pellicule de 
^ 20 revetement d'un type preferable a vitesse elevee. 

Exempte 4 

Dans ce cas, on modifie la direction de deplacement de I'element de 
support par rapport a la position de la matrice 2 et de la paitie aimant 3, et on 
25 effectue le d£pdt du materiau de revetement magnetique. 

Plus specialement, en utilisant Tappareil de revetement presente sur les 
figures 1 et 2, on a depose le materiau de revetement magnetique sur I'element de 
support 1 en deplacement, dans les conditions suivantes. 

Rgglaggg <fc r?pp?rejl de rev^temgyit 

30 Matrice 

meme disposition que pour Texemple 1, sauf que les deux lfcvres 7 et 8 
sont constitutes par une matiere non magnetique 



35 



Partie aimant 

meme disposition que sur l'exemple 1 
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Materiau de revetemfent 

meme type que pour l'exemple 1 
epaisseur de revetement : 2 (a Tetat sec) 

5 Element de support 

meme largeur, meme epaisseur et meme matiere que dans l'exemple 1 
direction de deplacement : ± 30*, lorsque la ligne sur laquelle la 

surface centrale de la fente et la surface 
principale de ['element de support se 
10 croisent est fixee comme centre, et lorsque 

Tangle pour lequel la surface centrale de la 
fente et la surface principale de l'6Iement 
de support sont perpendiculaires entre 
elles est fixe a 0* 
15 vitesse de deplacement : 250 a 800 m/min. 

On note que la direction de deplacement de l'element de support 1 est 
modifiee dans 1'intervalle de ± 30 # , et que la vitesse de deplacement de Telement de 
support 1 modifiee dans les limites de 1'intervalle ci-dessus indiquees sous les 
memes conditions. 

20 Les resultats que Ton a obtenu en effectuant le depot pour les reglages 

ci-dessus presentes sont montres dans le tableau 1. Sur le tableau 1, o indique les 
cas ou on peut effectuer un depot de type preferable, et x indique les cas ou 
Telement de support 1 est en contact ou bien avec les deux levres 7 et 8 ou bien 
avec les deux carcasses 13 et 14 de la partie aimant 3. 
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D'apres le tableau 1, on peut comprendre ce qui suit. Ainsi, lorsque la 
direction de deplacement de ['element de support 1 par rapport a la matrice 2 et a la 
partie aimant 3 a ete fixe a ±20* ou plus, I'element de support 1 est en contact avec 
la matrice 2 ou bien la partie aimant 3 ; et, lorsque la direction de deplacement de 
I'element de support est fixee a ±15 # , le revetement peut etre effectue de preference 
a une vitesse maximale de 800 m/min. Toutefois, ce qui suit n'est un probleme 
qu'en ce qui concerne la conception. Ainsi, lorsque la direction de deplacement de 
l'61ement de support est fixee a ±20* ou plus, I'element de support 1 est en contact 
avec la matrice 2 ou la partie aimant 3. 

Par consequent, on comprend ce qui suit. Ainsi, meme si la direction 
de deplacement de I'element de support par rapport a la matrice 2 et a la partie. 
aimant 3 varie, on peut former une pellicule de revetement d'un type preferable a 
une vitesse elevee. 

Dans ce cas, on a modifie la direction de deplacement de I'element de 
support 1 et les directions de la matrice 2 et de la partie aimant 3, et on a depose le 
mat6riau de revetement magnetique. 

Plus specialement, 1'appareil de revetement represents sur les figures 1 
et 2 est dispose de fagon que la surface centrale de la fente de la matrice 2 soit 
inclinee a 45* par rapport au plan horizontal, comme represent^ sur la figure 3, et le 
materiau de revetement est depose sur I'element de support 1 en deplacement, dans 
les conditions suivantes. 

Reglages de 1'appareil de revetement 

Matrice 

largeur totale : 1 320 mm 

. largeur de revetement : 1 220 mm 
levre 4 : m£tal refractaire (materiau non magn6tique) 
intervalle de la fente 5 : 0,26 mm 

Partie aimant 

meme disposition que dans Texemple 1 
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Material! de revetement 

type : celui permettant de former la couche magnetique d'une bande 
audio 

epaisseur de revetement : de 4 a 6 /mi (a l'etat sec) 

5 

Element de support 

largeur : 1 240 mm 

Epaisseur : 8 a 12 /zm 

materiau : polyterephtalate d'ethylene. 
10 Lorsqu'on a ajuste la vitesse de deplacement de l'element de support 1 

de fa$on qu'on puisse effectuer un revetement preferable dans les conditions ci- 
dessus indiqudes, on a pu effectuer le revetement a 600 m/min sans aucun 
probleme. 

Par consequent, on peut comprendre ce qui suit. Ainsi, mcme si la 
15 direction de deplacement de l'element de support 1 et les directions dans Iesquelles 
sont disposees la matrice 2 et la partie aimant 3 sont inclinees a 45 # , on peut former 
a vitesse elevee une pellicule de revetement de type preferable. 

20 Dans ce cas, on a modifie la direction de deplacement de l'element de 

support et les directions de disposition de la matrice 2 et de la partie aimant 3, et on 
a depose le materiau de revetement magnetique. 

Plus specialement, comme dans 1'exemple 6, 1'appareil de revetement 
prdsente sur les Figures 1 et 2, est dispose de fagon que la surface centrale de la 
25 fente de la matrice 2 soit inclinee a 45* par rapport au plan horizontal, comme 
repr6sente sur la figure 3, et on effectue le depot du materiau de revetement sur 
relement de support 1 en d6placement, dans les conditions suivantes, 
Re glages de Tappare il de revetement 

Matrice 

30 largeur totale : 1 320 mm 

largeur de revetement : 1 220 mm 
levre 4 : m£tal refractaire (materiau non magnetique) 
intervalle de la fente 5 : 0,26 mm 

35 Partie aimant . 

meme disposition que dans l'exemple 1 
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Materiau de revetement 

type : celui permettant de former la couche magnetique d'une bande 
video 8 mm 

epaisseur de revetement : 2 fan (a l'etat sec) 

5 

Element de support 

largeur : 1 240 mm 

epaisseur : 8 a 12 fim 

materiau : polyterephtalate d'ethylene. 
10 Lorsqu'on a ajuste la vitesse de deplacement de l'element de support 1 

de fa$on qu'on puisse effectuer un revetement preferable dans les conditions ci- 
dessus indiquees, on a pu effectuer le revetement a 350m/min sans aucun 
probleme. 

Par consequent, on peut comprendre ce qui suit. Ainsi, meme si la 
15 direction de deplacement de l'element de support 1 et les directions dans lesquelles 
sont disposees la matrice 2 et la partie aimant 3 ont ete inclinees, et qu'on a modifie 
le type du materiau de revetement magnetique, on a pu former a vitesse elev6e une 
pellicule de revetement de type preferable. 

20 Example 7 

Dans ce cas, on a encore modifie la direction de deplacement de 
l'element de support 1 et les directions de disposition de la matrice 2 et de la partie 
aimant 3, et on a effectue le depot du materiau de revetement magnetique. 

Plus specialement, 1'appareil de revetement represente sur les figures 1 
25 et 2 est dispose de fa$on que la surface centrale de la fente de la matrice 2 soit 
inclinee de 90 # par rapport au plan horizontal, commc repr6sente sur la figure 4, et 
on a effectue le depot du materiau de revetement sur ['element de support 1 en 
deplacement, dans les conditions suivantes. 

Re glages de Tappareil de revetement 

30 Matrice 

largeur totale : 700 mm 

largeur de revetement : 600 mm 

levre 4 : m&al refractaire (materiau non magnetique) 

intervalle de la fente 5 : 0,26 mm 
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Partie aimant 

meme disposition que dans I'exemple 1 

Mat6riau de revetement 

type : celui permcttant de former la couche magnetique d'une bande 
video VHS 

epaisseur de revetement : 2 fim (a l'etat sec) 

Element de support 

largeur : 620 mm 

epaisseur : 12 a 14,5 /on 

materiau : polyterephtalate d'ethylene. 

Lorsqu'on a ajuste la vitesse de deplacement de l'element de support 1 
de fa^on qu'on puisse effectuer un revetement preferable dans les conditions ci- 
dessus indiquees, on a pu effectuer le revetement a 600m/min sans aucun 
probleme. 

Par consequent, on peut comprendre ce qui suit. Ainsi, meme si la 
direction de deplacement de l'element de support 1 et les directions dans lesquelles 
sont disposees la matrice 2 et la partie aimant 3 sont inclinees a 90 # , on peut former 
a vitesse elevee une pellicule de revetement de type preferable. 

Dans cet exemple, pour examiner les performances de depot de 
1'appareil de revetement decrit dans le deuxieme mode de realisation, on a effectue 
divers r^glages de Tappareil de revetement px)ur d6poser un materiau de revetement 
magnetique. 

Plus specialement, a I'aide de Tappareil de revetement repr6sent6 sur 
les figures 1 et 2, on a fait deposer un materiau de revetement magnetique sur 
l'616ment de support 1 en deplacement, dans les conditions suivantes. 

RgglaggS <je I'appairejl de revetemeiit 

Matrice 

largeur totale : 160 mm 

largeur de revetement : 110 mm 

levre 4 : metal refractaire (mat6riau magnfitique) 

epaisseur de la levre superieure 27 : 5 mm 
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epaisseur de la levre inferieure 28 : 3 mm 
intervalle de la fente 5 : 0,3 mm 



Partie aimant 
5 epaisseur totale : 150 mm 

aimant permanent 11 : aimant en alliage de n6odyme qui produit au 

voisinage de la levre 24 un champ 
magnetique de 0,05 a 0,4 T (de 500 a 
4 000 G) 

10 carcasse 12 : S10C (materiau de permeabilite elevee) 

taille de l'entrefer magnetique 15 : 1 mm 

intervalle d entre l'extremite de la carcasse 12 et I'extr&nite de la 
levre 24 : de 0,2 a 3 mm 

hauteur h de l'entrefer magnetique 15 par rapport a la fente 5 : ±1,0 mm 
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Mat6riau de revetement 

type : celui permettant de former une pellicule magnetique d'une bande 
video VHS 

6paisseur de revetement : 2 a 3 fjm (a l'etat sec) 



Element de support 

largeur : 125 mm 
epaisseur : 14 fim 

materiau : polyterephtalate d'ethylene 
25 tension : de 3 a 4 kgf sur toute la largeur de l'element de support 

vitesse de deplacement : de 400 a 600 m/min. 

On a fait varier le champ magnetique produit au voisinage de la 
levre 24 dans l'inteivalle de 0,05 a 0,4 T (de 500 a 4 000 G). On a ajuste la quantity 
d^l&nent de support maintenue, l'intervalle d entre la carcasse 12 et la levre 24, la 

30 hauteur de Tentrefer magnetique 15 par rapport a la fente 5, et la vitesse de 
deplacement de Telement de support 1 de fa?on qu'on puisse effectuer, pour le 
champ magnetique, un revetement de type preferable (sans provoquer de 
debordement ou de rayures). 

Dans le cas ou on a fait deposer le materiau de revetement magnetique 

35 pour le champ magnetique modifie, on a examine la vitesse de revetement 
maximale pour laquelle on a pu effectuer un revetement de type preferable. Les 
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resultats presentes dans le tableau 2 ont ete obtenus. Le tableau 2 montre aussi 
l'etendue de l'intervalle d entre l'extremite de la carcasse 12 et Textremite de la 
levre 24 et Tintervalle des hauteurs h de l'entrefer magn&ique 15 pour lesquels on a 
pu obtenir la vitesse maximale de revetement. A titre de comparaison avec cette 
5 vitesse maximale de revetement, le tableau 2 montre egalement la vitesse 
maximale de revetement que Ton obtient lorsqu'on utilise un appareil de 
revetement presentant les memes reglages que ci-dessus indiques, mais n'ayant pas 
la partie aimant 3. 

10 Trtleau Z 



Oiamp magngtique 
(gauss) 
(1G = 10" 4 T) 


Vitesse maximale 
de revetement 
(m/min) 


Intervaile d entre la 
carcasse et la levre 
(mm) 


Hauteur h de 
l'entrefer magnetique 
(mm) 


0 


450 






500 


500 


0,2 - 0,5 


0 


1500 


550 


0,2 - 0,5 


0 


3000 


600 


0,2 - 3,0 


-1,0 - + 1,0 


4000 


600 


0,2-3,0 


-1,0 - + 1,0 



D'apres le tableau 2, on peut comprendre ce qui suit. Ainsi, on peut 
augmenter la vitesse maximale de revetement, si bien que la partie aimant 3 est 

15 disposee en regard de la matrice 22. De plus, lorsque le champ magnetique produit 
au voisinage de la lfcvre 24 augmente, meme si Tintervalle d entre Textremite de la 
carcasse et l'extremite de la levre 24 et la hauteur h de l'entrefer magnetique 15 par 
rapport a la fente 5 sont ajustees de maniere grossiere, on peut augmenter la vitesse 
maximale de revetement. Toutefois, il faut comprendre aussi que, meme si Ton fixe 

20 le champ magnetique a 0,3 T (3 000 G), ou plus, on ne peut pas augmenter la 
vitesse maximale de revetement. 

Par consequent, on peut comprendre ce qui suit. Ainsi, lorsqu'on 
produit un champ magnetique de 0,3 T (3 000 G) ou plus, que I'intervalle d entre 
rextr&nit6 de la carcasse 12 et Textremite de la levre 24 est fix6e entre 0,2 et 

25 3,0 mm, et que la hauteur h de l'entrefer magnetique 15 par rapport a la fente 5 est 
fixde de fa$on a valoir ±1,0 mm, on peut faire deposer le mat&iau de revetement 
magnetique a une vitesse de revetement elevee. 
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Dans ce cas, la levre 24 est constitute par le mattriau magnttique. Pour 
comparer avec le cas ci-dessus indique de la levre 24 formee du materiau 
magnetique, on a forme la levre 24 a l'aide d'un materiau non magnetique, et on a 
effectue le depot de materiau de revetement magnetique de la meme maniere que , 
5 ci-dessus indique. Plus specialement, on a produit un champ magnetique de 0,3 T 
(3 000 G) au voisinage de la levre 24 de fagon a faire dtposer le materiau de 
revetement magnetique. On a examine la vitesse maximale de revetement. 

En resultat, lorsque la levre 24 est faite du materiau magnetique, 
comme represente sur la figure 2, la vitesse maximale de revetement est de 
10 600 m/min. Inversement, lorsque la levre 24 est constitute par le mattriau non 
magnetique, la vitesse maximale de revetement est de 500 m/min. 

Par consequent, on peut comprendre ce qui suit. Ainsi, dans Tappareil 
de revetement dans lequel la levre 24 definissant la fente 5 a l'extremite de la 
matrice 2 est placte en contact avec l'element de support 1, la Itvre. 24 est de 
15 preference constitute par le materiau magnetique. Ainsi, il est possible de 
concentrer le flux magnetique venant de la partie aimant 3 et on assure de maniere 
preferable le mouvement du materiau de revetement magnttique. Un appareil de 
revetement selon l'invention a ete decrit ci-dessus. Uappareil de revetement selon 
l'invention n'est pas limite aux dispositions decrites dans les modes de realisation 
20 ' prtctdents et n'est pas limite aux conditions decrites dans les exemples ci-dessus, 
de sorte qu'il est possible d'effectuer diverses variantes et modifications. 

Dans le mode de realisation ci-dessus, alors qu'on a utilise un aimant 
en alliage de neodyme au titre de l'aimant pennanent 11 de la partie aimant 3, il est 
possible d'utiliser un aimant qui possede un champ magnetique voulu et est 
25 constitue en une autre matiere, et il est possible d'utiliser un electroaimant a la 
place de l'aimant permanent 11. En ce qui concerne la forme de la carcasse 12 de la 
partie aimant 3, lorsque les extremites de la partie aimant 3 sont voisines l'une de 
l'autre et qu ! un entrefer magnetique 15 ayant la taille voulue est forme entre les 
deux extrtmitts, il n'est pas necessaire que la carcasse inferieure 14 soit inclinee. 
30 Dans la matrice 2, la levre 4 est constitute par un mattriau magnttique 

tel que S10C. Toutefois, la levre 4 peut etre constitute par un autre mattriau. De 
plus, e'est non seulement la levre 4, mais toute la matrice 2 qui peuvent etre 
formtes par un mattriau magnttique. 

Dans Tappareil de revetement dans lequel la levre 24 est disposte de 
35 fa$on a etre sans contact avec 1'tlement de support 1, comme dtcrit dans le premier 
mode de realisation, des cas pour lesquels les directions de la matrice 2 et de la 
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partie aimant 3 sont inclinees a 45* ou a 90* ont ete decrits dans les exemples 5, 6 
et 7. II est possible d'incliner ces directions suivant un angle arbitraire. De plus, 
dans 1'appareil de revetement dans lequel la levre 24 est en contact avec l ! 616ment 
de support 1, comme decrit dans le deuxieme mode de realisation, les directions de 
la matrice 2 et de la'partie aimant 3 peuvent etre modifiees de fagon arbitraire. 

Les types du materiau de revetement 6 d£pos£ sur 1'element de 
support 1, domaines auxquels ('invention est appliquee, ne sont pas limites. 

Comme cela resulte clairement de la description precedente, dans 
1'appareil de revetement selon Tinvention, le mouvement du materiau de 
revetement qui est delivre sur 1'element de support peut etre assure par le flux 
magnetique concentre par l'entrefer magnetique de la partie magnetique. Pour cette 
raison, lorsque Tappareil de revetement selon I'invention est appliqu6 a la 
realisation d'un revetement a vitesse elevee et d'un revetement en couche mince, on 
peut empecher tout comportement anormal du materiau de revetement et on peut 
r6aliser un revetement stable. 

Ainsi, lorsque la presente invention est appliquee, on peut former, avec 
une productivity elevee, une pellicule de revetement d'un type preferable. 

Bien entendu, l'homme de Tart sera en mesure d'imaginer, a partir de 
1'appareil dont la description vient d'etre donnee a titre simplement illustratif et 
nullement limitatif, divers variantes et modifications ne sortant pas du cadre de 
I'invention. 
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RE V ENPICATIQN? 

1. Appareil de revetement du type a extrusion, caracterise en ce qu'il 

comprend:: 

une matrice (2) possedant un reservoir (9) de materiau de revetement 
auquel un materiau de revetement (6) est fourni, le materiau de revetement etant 
depose sur un 61ement de support (1) en deplacement continu pendant que le 
materiau de revetement est lui-meme extrudd par une fente (5) form6e dans une 
extremite de ladite matrice ; et en ce que : 

une partie aimant (3) possedant des parties terminates adjacentes afin 
de fonner un entrefer magnetique (15) est placee de fa?on que ladite partie aimant 
et la partie d'extremite de ladite matrice soient en regard Tune de Tautre et que 
l'element de support s'interpose entre elles ; et 

des levres superieure (7) et inferieure (8) qui definissent la fente au 
niveau de l'extremite de ladite matrice sont disposes de maniere a ne pas avoir de 
contact avec l ! el6ment de support. 

2. Appareil de revetement selon la revendication 1, caracterisd en ce 
que lesdites Ifcvres superieure et inferieure sont compos6es par un matdriau 
magnetique. 

3. Appareil de revetement selon la revendication 1, caracterise en ce 
que Tintervalle entre Textremite de ladite partie aimant et l'extremite de ladite 
matrice est fixee a une valeur comprise entre 0,2 et 3 mm. 

4. Appareil de revetement selon la revendication 1, caract6ris6 en ce 
que ladite partie aimant est disposee de fagon qu'une surface d'extr6mite superieure 
de l'entrefer magnetique soit placee dans la limite d f un intervalle de ±1 mm par 
rapport a la hauteur d'une surface d'extremite superieure de la fente. 

5. Appareil de revetement selon la revendication 1, caracterise en ce 
que ladite partie aimant possede un champ magnetique de 0,05 a 0,6 T (de 500 a 
6 000 G) au voisinage desdites levres. 

6. Appareil de revetement selon la revendication 1, caracterisd en ce 
que Tangle que forment les extremites desdites levres superieure et inferieure 
definissant la fente est fixe a une valeur comprise entre 30 # et 110*. 

7. Appareil de revetement selon la revendication 1, caract£ris6 en ce 
que la grandeur de I'ecart entre les extremites desdites levres superieure et 
inf6rieure d6finissant la fente est fixee de fagon a etre comprise entre +1,0 mm et 
-1,5 mm lorsque la direction dans laquelle fait saillie ladite levre inferieure par 
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rapport a l'extremite de la levre superieure est fixee dans une direction positive par 
rapport a la position d'extremite de ladite levre superieure. 

8. Appareil de revetement selon la revendication 7, caracteris£ en ce 
que Tangle que forment les extremites desdites levres superieure et inferieure est 
fix6 a une valeur comprise entre 30* et 110*. 

9. Appareil de revetement du type a extrusion, caracterise en ce qu'il 

comprend : 

une matrice (22) poss6dant un reservoir (9) de materiau de revetement 
auquel un matdriau de revetement (6) est fourni, le mat6riau de revetement etant 
depose sur un element de support (1) en deplacement continu tandis que le 
mat6riau de revetement est extrude par une fente (5) formee dans une extr£mit£ de 
ladite matrice ; et en ce que : 

une partie aimant (3) possedant des parties terminales adjacentes afin 
de former un entrefer magnetique (15) est placee de fa$on que ladite partie aimant 
et la partie d'extrdmite de ladite matrice soient en regard Tune de l'autre et que 
l'element de support s'interpose entre elles ; et 

des levres superieure (7) et inferieure (8) qui definissent la fente au 
niveau de Textremitfi de ladite matrice, compos6e d ! un materiau magnetique, sont 
disposees de fa^on que ladite levre inferieure soit en contact avec Telement de 
support. 

10. Appareil de revetement selon la revendication 9, caracterise en ce 
que l'intervalle entre l'extremite de ladite partie aimant et l'extremite de ladite 
matrice est fixe a une valeur comprise entre 0,2 et 3 mm. 

11. Appareil de revetement selon la revendication 9, caracterise en ce 
que ladite partie aimant est disposee de fagon qu'une surface d ! extremite superieure 
de l'entrefer magnetique soit placee dans la limite d'un intervalle de ±1 mm par 
rapport a la hauteur d'une surface d'extremite superieure de la fente. 

12. Appareil de revetement selon la revendication 9, caracterise en ce 
que ladite partie aimant possede un champ magnetique de 0,05 a 0,6 T (de 500 a 
6 000 G) au voisinage desdites levres. 
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